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１．概要（Summary） 

X 線・中性子回折格子干渉計は、X 線あるいは中性子

の位相を利用したイメージング法の一つで、X 線・中性子

の吸収を利用する通常のラジオグラフィにはない多くの特

長を有していることから、近年注目を集めている。X 線・中

性子回折格子干渉計は、数 µm～数百 µm 周期の X 線

位相・吸収格子から構成される。特にX線・中性子吸収格

子については、X 線吸収断面積が大きい重元素、あるい

は中性子吸収断面積の大きい Gd により、いかに高アス

ペクト比化を実現するかが課題であった。従来は、X 線リ

ソグラフィとめっき技術、あるいは斜め蒸着などが利用さ

れてきたが、高コストであったり、良質のものが作製できな

かったりという問題があった。我々は金属ガラスのインプリ

ント技術を利用して X 線・中性子吸収格子の作製する方

法の開発を行ってきた(1)。今年度は、インプリントのための

鋳型の高アスペクト比などに取り組んだ。 
２．実験（EXperimental） 
【利用した主な装置】 

レーザ描画装置、両面マスクアライナ露光装置一式、

DeepRIE 装置、デジタル顕微鏡、熱電子 SEM、レーザ/
白色共焦点顕微鏡 
【実験方法】 

高アスペクト比鋳型の作製には、Si のディープエッチン

グを用いた。本方法により作製した高アスペクト比 Si 鋳型

は、レーザ/白色共焦点顕微鏡、および熱電子 SEM によ

り評価した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1 に作製した高アスペクト比 Si 格子鋳型の SEM 画

像の例を示す。このような鋳型を用いて Gd 系金属ガラス

インプリンティングを用いた中性子光学素子の作製などを

行った。 
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発」（研究代表者：矢代航） 
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3) JST CREST「超圧縮センシングによるミリ秒 X 線トモグ

ラフィ法の開発」（研究代表者：矢代航） 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
(1) 矢代航，2018 年度顕微ナノ・表面科学・SPM 合同シ

ンポジウム，平成 31 年 3 月 4～5 日（招待講演）. 
(2) 矢代航，第 5 回放射光連携研究ワークショップ，平成

31 年 2 月 9 日（招待講演）. 
６．関連特許（Patent） 
なし。 

 
Fig. 1 Fabricated high-aspect-ratio Si mold. 


